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ISO/TC172/SC1/WG1/WG2合同委員会開催
令和元年９月１０日（水）午後、港区芝公園の機械振興会館会議室においてISO/TC172/SC１/WG１/WG２合同委員会が開催されました。１１月中旬に杭州（中国）にて開催されるSC1国際会議において審議予定議題の案件について審議が行われました。議題及び決議事項は、次の通りです。

1． 議題及び審議結果：　１１月中旬の杭州（中国）国際会議に向けて、日本の方針を決定する。
（合同）-ISO 10110（光学及びフォトニクス―光学素子及びシステム用の
製図手法）とISO 14999（光学及びフォトニクス―光学素子及びシステム
の干渉測定）の整合性検討→次回までに検討を行う。
10110-5（光学及びフォトニクス―光学素子及びシステム用の
製図手法―第5部：表面形状公差；向井委員ご担当）、
10110-14（光学及びフォトニクス―光学素子及びシステム用の
製図手法―第１４部：波面ひずみ公差；伊藤委員ご担当）、
14999-4(光学及びフォトニクス―光学素子及びシステムの干渉測定―
第４部：ISO１０１１０に規定されている許容値の解釈及び評価：玄間委員
ご担当)

　　-ISO9802（光学ガラス素材―用語）用語追加検討のレビュー
→渋谷委員長よりご説明

　　　　　
（WG1）- ISO/CD 15368（光学及び光学機器―平面表面の反射率及び

平行平面素子の透過率測定）の投票結果の共有と今後の進め方
→大西委員よりDINにDISの状況確認。
→ISO　15368-２（光学及び光学機器―平面表面の反射率及び

平行平面素子の透過率測定―第二部：名所未定）の議論は、
杭州（中国）国際会議では行わない。
‐ISO　9358（光学及び光学機器―結像系のフレアーの定義と測定方
法）→情報共有を行った。
（WG2）-ISO/FDIS　10110-12（光学及びフォトニクス―光学素子及びシ
ステム用の製図手法―第１２部―非球面）の審議
→コメント付賛成投票
　　　　　-ISO/CD 10110-8（光学及びフォトニクス―光学素子及びシステム用の
製図手法―第８部―面の肌、粗さ及びうねり）の審議
→コメント付賛成投票
→9月2日の日本規格協会（JSA）でのJSA公募（JIS原案作成）ヒアリング
内容の共有
→12月の第一回本会議に向けて、分科会を10月29日（火）に開催予
定。尚、今回JIS改正行う予定なJISは、以下の通り。
→JIS B0090-6（光学素子及びシステム用の製図手法―第6部：偏心公
差：瀧谷委員ご担当）、
JIS B0090-7（光学素子及びシステム用の製図手法―第7部：表面欠陥
：中村委員ご担当）、
JIS B0090-9（光学素子及びシステム用の製図手法―第9部：表面処理
及びコーテイング：遠藤委員ご担当）、
JIS B0090-11（光学素子及びシステム用の製図手法―第１１部：富岡委
員ご担当）
ISO/TC172/SC1/WG４/TG委員会開催
令和元年９月２４日（火）、午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、ISO/TC172/SC1/WG4/TG委員会が開催されました。
議題は、次の通りです。

議題：

⁻中国国際会議対応方針の審議（Ad-Hoc Group）
→ISO23584（光学及びフォトニクス―光学―基準辞書の仕様）等
→ISO13584（Parts　Library;　PLIB）関連の対応(TC184/SC4、IEC/SC3D)
→ISO25297（光学及びフォトニクス―光学データの電子的交換―第一部
NODIF：情報モデル）の今後の進め方
→その他

令和元年度後期技能検定実施説明会開催
９月２日（月）午後、千代田区飯田橋の東京しごとセンター地下講堂において、東京都職業能力開発協会の主催で、「令和元年度後期技能検定実施説明会」開催されました。
東京都においては、令和元年度後期技能検定として特級が２５職種、１級、２級が４３職種５７作業、３級が２０職種２２作業、単一等級が全１職種１作業行われます。

当協会が、協力団体として担当している「光学機器製造職種―光学機器組み立て作業1級・２級」の実施日程は以下の通りです。

令和元年１０月　７日（月）：受験申請受付開始


令和元年１０月１８日（金）：受験申請受付締切


令和元年１１月　６日（水）：技能検定委員・補佐員推薦依頼


令和元年１１月２９日（金）：実技試験問題公表


令和元年１１月２９日（金）：（午前）首席技能検定委員・事務局会議


令和元年１１月２９日（金）：（午後）実技試験水準調整会議


令和元年１２月７日、８日、１４日、１５日：実技試験



（実技試験の場所は、港区芝公園3-5-8機械振興会館会議室）


令和元年２月９日（日）：学科試験



（学科試験の場所は、学科試験受験票に記載する場所）

令和元年３月１３日（金）：合格発表

関連団体短信
（一社）日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内
１．「現代干渉計測入門」技術講座
開催日：２０２０年１月２４日（金）１０：００～１６：３０）
会場：機械振興会館別館４F　研修室（東京都港区芝公園３－５－２２）
講師：武田光夫氏（宇都宮大学オプテイクス教育研究ｾﾝﾀｰ特任教授）
プログラム：
1． 干渉計測のための予備知識
2． 干渉縞計測の基礎
3． 位相アンラッピング
4． 白色干渉計測・スペクトル干渉計測
２．「図解による顕微鏡入門」技術講座
開催日：２０２０年２月２１日（金）１０：００～１６：５５）
会場：機械振興会館別館４F　研修室（東京都港区芝公園３－５－２２）
プログラム及び講師
1． 光学顕微鏡の基礎知識：　　　
阿部勝行氏　
オリンパス㈱
2． 照明系の特徴と役割：　　　　　
阿部勝行氏　
オリンパス㈱
3． いろいろな顕微鏡のタイプ：　
西脇大介氏　
オリンパス㈱
4． 顕微鏡のデジタルイメージング
辻本公毅氏　
㈱ニコン
5． 顕微鏡の観察方法

大内由美子氏　㈱ニコン
6． 新しい顕微ｼｽﾃﾑと
趙解像顕微鏡の技術

大川潤也氏
㈱ニコン
　２．「ナノ領域の光学入門」技術講座
開催日：２０２０年１月１４日（金）１０：００～１６：４０）
会場：機械振興会館別館４F　研修室（東京都港区芝公園３－５－２２）
プログラム及び講師
1． ナノ領域の光学：　　　

岩本敏氏　
東京大学
2． サブ波長格子による光波制御：　菊田久雄氏　
大阪府立大学
3． メタマテリアル：　


田中拓夫氏　
㈱理化学研究所
4． フォトニック結晶とシリコンフォトニクス
馬場俊彦氏　
横浜国立大学
5． 金属ナノ粒子の共鳴光散乱
田丸博晴氏　　
東京大学
以上
令和元年７月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	189,505
(0.66)
	8,638
(0.68)
	292,088
(0.66)
	197,975
(0.71)
	10,206
(0.84)
	292,105
(0.74)
	187,756
(0.60)

	フィルム

カメラ
	7,597
(0.94)
	9,125
(1.14)
	5,081
(0.82)
	5,423
(0.72)
	6,680
(0.91)
	6,145
(0.92)
	12,400
(1.35)

	交換レンズ


	203,907
(0.83)
	11,484
(0.85)
	151,525
(0.74)
	270,308
(0.76)
	12,566
(0.84)
	36,757
(0.92)
	579,621
(1.16)

	光学・精密

測定機
	33,311
(1.17)
	5,330
 (0.81)
	-
	28,766
(0.98)
	5,691
(0.87)
	-
	39,139
(1.43)

	光分析機器


	15,272
(1.06)
	21,651
(1.17)
	-
	15,286
(1.06)
	21,407
(1.16)
	-
	7,312
(0.90)

	測量機


	 4,947
(0.98)
	683
(0.71)
	-
	10,065
(1.07)
	1,367
(0.92)
	-
	13,169
(1.40)

	合　計


	  -    


	56,911
(0.94)
	-
	-

	57,917
(0.95)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの
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